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X-fotoné lazeriné 3D nanolitografija

X-photon laser 3D nanolithography
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Daugiafotonés fotopolimerizacijos (ang, Multi-
Photon Lithography — MPL) mechanizmai buvo tiriami
derinamo bangos ilgo femtosekundiniu lazeriu. Pavyko
nustatyti, kad galima naudoti bet kurig spektro spalva nuo
500 iki 1200 nm su fiksuota 100 fs impulso trukme. Tai
atskleidzia kur kas sudétingesne Sviesos-medziagos
fotofizikiniy mechanizmy sgveikg nei tik dvifotoné
fotopolimerizacija. Atliekant tyrimg buvo jvertintas
efektyvus sugerties laipsnis, t. y. X-fotony sugertis, taip
pat optimalios ekspozicijos salygos fotojautrintam ir
gryname SZ2080™ pirmtake.

Nustatyta, jog bangos ilgio variacija labai veikia
dinaminj gamybos langg (ang. Dynamic Fabrication
Window — DFW), o optimaliomis salygomis sieké iki
10 karty padidéjimg. Be to, buvo pastebétas netrivialus
energijos jvedimas X-fotony sugerties metu, kuris
pasireiské stipriu erdviniy taskiniy dariniy — vokseliy,
skersiniu  matmeny padidéjimu Zadinant ilgesniais
bangos ilgiais ir pateikiamas galimas to priezastingumo
paaiskinimas. Toks vokselio i8ilginiy-skersiniy matmeny
santykio ir, atitinkamai, fotopolimerizuoto tiirio
valdymas gali padidinti lazerinio 3D spausdinimo
efektyvuma.

Apibendrinant, stebéti rezultatai rodo, kad bangos
ilgis yra svarbus laisvés laipsnis pritaikyti MPL procesa
praktikoje. O optimizuotas konkreéiai medziagai
naudingas placioms taikymo sritims, tokios kaip
mikrooptika, nanofotoniniai jrenginiai, metamedziagos ir
audiniy inzinerija.

Reiksminiai  ZodzZiai: femtosekundiniai impulsai,
daugiafotoné litografija, lazerinis 3D spausdinimas,
nanotechnologija, fotopolimerizacija, vokselis.
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1 pav. Raiskos tilty lazerinis 3D spausdinimas ir
suformuoty linijy analizé. (a) derinamo bangos ilgio
100 fs impulsy, fokusuojamy NA = 1,4 imersiniu
objektyvu sklidimo iliustracija. b) Raiskos tilty
formavimo metodo iliustracija. Pakabinamos vieno
vokselio plocio linijos fotopolimerizuojamos tarp
atraminiy sieny, kiekvienoje eilutéje parenkamas
skirtingas $viesos intensyvumas; (c) viso suformuoto
objekto vaizdas skenavimo elektrony mikroskopu.
Mastelis — 20 um; (d) Schema, vaizduojanti
apskaiciuotg efektyvyjj sugerties netiesiSkumag n.r
naudojamai Zadinimo $viesai ir jy iSdéstymas pagal
iSmatuotus fotojautrinto SZ2080™ sugerties spektrus.
Pilkos vertikalios rodyklés vaizduoja fotony skaiciy
peréjimui i§ pagrindinés j suzadinta biisena.
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